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Abstract (en)
[origin: US2022121156A1] A method for producing an applique (1; 1’; 1”) for a timepiece dial, the applique (1; 1’; 1”) having at least two distinct
portions (10, 20; 10’, 20’; 10”, 20”) made of a first material and a second material, respectively, the first and second materials being different,
wherein the methodincludes a first phase (E1 to E4; E1’ to E4’) involving forming at least a second blank (20a; 20a’) made of the second material
within or at least partially within a first blank (10a; 10a’) made of the first material so as to obtain a blank (1a; 1a’) of the applique for a timepiece
dial,then a second phase of machining (E5, E6; E5’, E6’) each of the two blanks (10a, 20a; 10a’, 20a’), so as to modify the shape and/or the
surface state of each of the first and second blanks of the applique blank (1a; 1a’).

Abstract (fr)
Procédé de fabrication d'une applique (1 ; 1'; 1") pour cadran d'horlogerie, ladite applique (1 ; 1'; 1") comprenant au moins deux portions (10, 20 ;
10', 20" ; 10", 20") distinctes se présentant respectivement dans un premier matériau et dans un deuxieme matériau, lesdits premier et deuxiéme
matériaux étant différents, caractérisé en ce qu'il comprend :- Une premiéere phase (E1 a E4 ; E1' a E4') consistant a former au moins une deuxiéme
ébauche (20a ; 20a') se présentant dans le deuxiéme matériau au sein ou au moins partiellement au sein d'une premiere ébauche (10a ; 10a’)
se présentant dans le premier matériau pour obtenir une ébauche (1a ; 1a') de I'applique pour cadran d'horlogerie, puis- Une deuxieme phase
d'usinage (E5, E6 ; E5', E6') de chacune des deux ébauches (10a, 20a ; 10a', 20a'), pour modifier la forme et/ou I'état de surface de chacune des
premiére et deuxieme ébauches de I'ébauche (1a ; 1a') de I'applique.
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